CVD法によるY-Ba-Cu-O超伝導薄膜の作製と評価 by 藤田 成隆 et al.
CVD法によるY―Ba―Cu-0超伝導薄膜の作製と評価
藤 田 成 隆キ ・増 田 陽一郎本* .横
村 中   ぽ キキ。太 田   悟*キ・キ・関
坂 本 禎 智ホ ・馬 場  誠
馬 場   け 料■キ。戸賀沢   晃
地 弓 夫*
秀 廣キ
Preparation and Characterization of Y―Ba―Cu―O
SupercOnducting Fil■l by Che■lical
Vapor Deposition
Shigetaka Fu」ITA,Yoichiro WIASUDA,Yunlio YoKOCHI,
Takeshi MuRANAKA,Satoru OHTA,Hidehiro SEKI,
YoshinOri SAKAMOTO,A′生akOtO BABA,Akira BABA
and Akira ToGASAWVA
Abstract
Y―Ba―Cu―O supercOnducting FiユIn was prepared by chenlical vapOr depOsitiOn (CVD)
method using Y(DP卜11)3,Ba(DP]ヽI)2 and Cu(DPふ生)2(DPM=2,2,6,6 tetramethy卜3,5-he‐
ptanedione),M/hich are Organic metals,as gas sources  The Film depOsition M′as carried out On
WIgO(100)substrate at 800℃
The nlm sh。、ved a zero resistance at 78K and it M〆as fOund that he Y―Ba―Cu cOmposition
of the matrix ttras close tO the l:2:3









によってTcが110級のBi Sr―Ca Cu O酸化
物超伝導体が発見され0,Tcが飛躍的に向上し
,こ。
酸化物超伝導体を超伝導 トランジスタ,超伝
導メモリ,ジョセフソン素子,SQUID(超伝導
量子干渉素子),超伝導マイクロブリッジなど電
子デバイスヘ応用するためには,超伝導体の薄
膜化が不可欠な条件である。現在,蒸着法,ス
パッタ法,気相成長法 (CVD法)などの方法に
より薄膜化の研究が行われているが,その中で
も皇~産性と制御性に優れているCVD法を用い
た超伝導特性の良好な薄膜の作製が急がれてい
る。
′本研究では,改良したCVD装置を用いて Y―
Ba―Cu-0酸化物薄膜の作製を行い,超伝導薄
膜の作製条件及び薄膜の電気磁気的特性及び物
理化学的特性について調べた。
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